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［はじめに］近年、フォトニック結晶共振器のQ値が向上しており、Siを用いたものではQ値が 470万にも上る[1]。

そこで、本研究では、磁気光学材料を用いてフォトニック結晶共振器を製作することで、磁気光学効果を光変調

に利用することを目的とする。 

［原理］磁気光学材料を用いたフォトニック結晶共振器の概

要を図 1 に示す。フォトニック結晶共振器に垂直に磁場を印

加することで、磁気光学材料を磁化させる。このとき、磁化し

た磁気光学材料中では、伝搬する光の偏光状態が変化させ

られ、光の伝搬速度が偏光状態により変化する（ファラデー

効果・磁気カー効果）。光の伝搬速度が変化すると屈折率も

変化するので、共振器の共振特性に図 2 のような変化が現

れると予想される。 

［実験］これまで、本研究室では磁気光学材料として

Bi3Fe5O12（BIG）を用いて、磁気光学効果を確認しており[2]、

前回は、Si を用いて Si フォトニック結晶を製作している[3]。

今回製作するフォトニック結晶を図 3 に示す。磁気光学材料

には Gd3Ga5O12（GGG）を用いる。（a）は、Si フォトニック結晶

に GGG を貼り合せたもの、（b）は GGG をフォトニック結晶に

加工したものである。当日は、（a）（b）それぞれのフォトニック

結晶特性を発表する。 
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図 1 磁気光学材料を用いた光共振器の概要 
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図 2 共振特性の変化予想図 
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図 3 （b）GGG を用いたフォトニック結晶共振器 
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図 3 （a）GGG/Si フォトニック結晶貼り合せ共振器 
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